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(54) ARTICLE EN VERRE ET SUBSTRAT EN VERRE POUR UN ECRAN. 

(57) un article en verre ne presentant aucun probleme de 
coloration grace a son exceliente efficacite a empecher ia 
diffusion des ions metaliiques et un substrat en verre pour 
un ecran de haute qualite sont fournis. L'article en verre 
comprend un substrat en verre contenant un alcaii (1) et un 
film barriere (2) forme sur une surface du substrat en verre 
contenant un alcaii (1). Le film barriere de diffusion des ions 
metaliiques (2) contient principalement un oxyde d'indium 
et/ ou un oxyde d'etain. Un substrat en verre pour un ecran 
comprend: un substrat en verre contenant un alcaii (1); un 
film barriere de diffusion des ions atcalins (5) forme sur une 
surface dudit substrat en verre contenant un alcaii (1); un 
film barriere (2) contenant principalement un oxyde d'indium 
et/ ou un oxyde d'etain; un film isolant (3); et un film d'eiec- 
trode (4). La resistance electrique superficielle du film iso- 
lant est maintenue dans une plage de 1 , 0 x 1 0 b Q/Q a \,Q 
x 1 0 f6 Q/Q, meme apres le traitement de chauffage a 550 C 
pendant une heure. 
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ARTICLE EH VSKRE ET SUB STR UT EM VERRE POUR UN BCKJkH 

DOMAINE DE L 3 INVENTION ET PRESENTATION DE L 5 ART 
CONNEXE 

La presente invention concerne un article en verre 
sur lequel un film barriere est forme, le film etant 
capable de presenter un excellent effet de prevention de 
diffusion simple ou mutuelle d 1 un alcali dans le verre et 
le metal lorsqu'un film metallique est forme sur- une 
surface de verre contenant un alcali, et la presente 
invention concerne, en outre, un substrat en verre pour 
un ecran ou panneau d ' aff ichage ♦ 

De maniere generale, un ecran ou panneau d' aff ichage 
plat, tel qu'un ecran a plasma (« Plasma Display Panel » 
PDP) , un ecran a effet de champ (« Field Emission 
Display » FED) , un ecran a cristaux liquides (« Liquid 
Crystal Display » LCD) ou un ecran electroluminescent 
(« Electroluminescent Display » ELD) , est realise en 
f ormant des elements , tels que des electrodes sur deux 
substrats en verre et en laminant les substrats en verre . 
En particulier pour les substrats en verre frontaux, des 
electrodes transparentes , par exemple en ITO (indium- 
etain-oxyde) et en Sn0 2 , sont employees . Des metaux, tels 
que 1 ' Ag, le Cr/Cu/Cr, sont employes comme electrodes 
auxiliaires, en particulier pour un ecran de grande 
surface, af in de diminuer la resistance du cablage des 
electrodes . 
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Dans un substrat en verre pour un panneau 
d a affichage a plasma (PDP) , un substrat en verre 
sodocalcique (contenant de la silice de la soude et de la 
chaux) mis sous la forme d'une plaque d'une epaisseur de 
1,5 mm a 3,5 mm ou d'une plague de verre contenant un 
alcali ayant une temperature inf erieure de recuit elevee 
(« high strain point ») est utilise, Ces substrats en 
verre sont f abriques en utilisant un procede du verre 
flotte qui est adapt e a la production de masse et a 
1 ■ obtention d 9 une excellente planeite de la surface . 
Pendant le traitement, le verre flotte est expose a une 
atmosphere de gaz hydrogene, de telle sorte qu 'une couche 
de reduction d ' une epaisseur de plusieurs microns soit 
f ormee sur une surface de celui-ci . On sait generalement 
que cette couche de reduction contient du Sn 2+ derive du 
Sn f ondu . 

Dans le procede de fabrication du panneau 
d'affichage a plasma, 1 ' application d ' Ag en tant 
qu ' electrode de bus sur une surface d'un substrat en 
verre par 1 ' intermediaire d* electrodes transparentes est 
suivie du chauf f age a une temperature de 550°C a 600°C 
pendant 2 0 a 60 minutes et le traitement est repete 

plusieurs fois. 

Au cours de ce traitement de chauf f age, des ions Ag 4 " 
sont diffuses dans les electrodes transparentes et 
atteignent la surface du verre ou 1 ' echange ionique entre 
les ions Ag + et les ions Na + contenus dans le verre a 
lieu. Par consequent, les ions Ag + migrent dans le verre 



SR 19175 JP/PA 



2803843 



3 



et les ions Ag + qui ont migre sont reduits par le Sn 1 
present dans ia couche de reduction de telle maniere que 
des colloldes d'Ag sont formes. Du fait des colloxdes 
d'Ag, le substrat en verre est teinte en jaune* 

Ce pr obi erne de coloration due aux colloldes 
metailiques peut survenir non seulement dans le cas de la 
formation d'un film d' electrodes metailiques en Ag , mais 
egalement dans le cas de la formation d'un autre film 
d s electrodes en un metal tel que le Cu ou 1 ! Au qui 
diffuse facilement . Le probleme de la coloration due aux 
colloldes d'Ag peut survenir egalement dans une vitre 
arriere d'une automobile comportant des electrodes d'Ag 
sous forme de bandes pour le desembuage . 

II a ete propose que, dans le cas d'une utilisation 
de verre contenant un alcali en tant que substrat pour un 
ecran, un film barriere soit forme pour empecher les ions 
metailiques de diffuser, empechant de ce fait 1 ' echange 
ionique entre 1* alcali contenu dans le verre et 1 ' Ag ou 
similaire utilise pour les electrodes dans le cas d'un 
panneau d'affichage a plasma et evitant ainsi la 
coloration du verre due aux colloxdes d' Ag, ou le film 
barriere est realise en un metal, un nitrure ou un oxyde 
tel que du Si0 2/ du Zr0 2 , du Al 2 0 3 et du Ti0 2 (brevet 
japonais H09-245652A, brevet japonais H10-114549A, brevet 
japonais H10-302648A, brevet japonais H11-109888A et 
brevet japonais H11-130471A) . 

Cependant, le film barriere ne peut pas of frir une 
ef f icacite suffisante pour empecher la diffusion des ions 
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metalliques . En particulier, le film barriere du nitrure 
est oxyde au cours d'un traitement de chauf f age dans un 
precede de fabrication d'un ecran a plasma, reduisant 
ainsi 1 ' eff icacite de la prevention de la diffusion des 
ions metalliques . 

BUT ET RESUME DE L * INVENTION 

Le but de la presente invention est de resoudre les 
problemes mentionnes ci-dessus et de f ournir un article 
en verre ne presentant aucun pr obi erne de coloration due 
aux colloides metalliques grace a son excellente 
eff icacite a empecher la diffusion des ions metalliques , 
et de f ournir un substrat en verre pour un ecran ou 
af f ichage de qualite elevee comprenant 1 9 article en verre 
mentionne ci-dessus. 

L ' article en verre de la presente invention comporte 
un substrat en verre contenant un alcali et un film 
barriere forme sur une surface du substrat en verre 
contenant un alcali pour empecher la diffusion des ions 
metalliques . Le film barriere consiste principal ement en 
un oxyde d ' indium et /ou en un oxyde d ' etain . 

Le film barriere consistant principalement en un 
oxyde d ' indium (ln 2 0 3 ) et/ou en un oxyde d 1 etain (Sn0 2 ) 
presente une excellente efficacite a empecher la 
diffusion des ions metalliques et peut ainsi empecher 
ef f icacement 1 ' elution de 1 ' alcali contenu dans le verre 
et empecher la diffusion des ions metalliques contenus 
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dans un film metallique forme sur la surface de la plaque 
de verre dans le verre . 

Lorsgue le film barriere est forme directement sur 
la plaque en verre con tenant un alcali , le compose alcali 
contenu dans le verre af f ecte la compacite du film 
barriere forme sur celle-ci , af f ectant ainsi 1 ' eff icacite 
de la prevention de la diffusion des ions metalliques . 

C ' est-a-dire que, lorsque le film barriere de 
diffusion est forme par un procede de depot physique en 
phase vapeur , tel qu'un precede de pulverisation, un 
procede de depot ionique (« ion-plating ») ou un procede 
d' evaporation sous vide, 1 ' alcali diffuse sous forme de 
trace a partir du verre pendant la formation du film et 
la diffusion de 1 ' alcali peut af f ecter la structure 
cristalline du film barriere. Dans le cas d * une grande 
quantite d'alcali diffuse, la structure cristalline du 
film barriere est d^terioree de sorte que le film 
barriere devient poreux, diminuant ainsi 1 ' eff icacite de 
la prevention de la diffusion des ions metalliques . 

Lorsque le film barriere destine a empecher la 
diffusion des ions metalliques est forme par un procede 
d' application, tel qu'un procede d' impression ou un 
procede sol-gel, 1 ' operation d ' application doit £tre 
suivie d'une operation de cuisson (« baking ») ou de 
chauf fage (« firing ») . La structure cristalline ci- 
dessus du film barriere peut etre deterioree pendant 
1 ' operation de cuisson ou de chauf fage apres 
1 ' application du materiau de barriere de diffusion . 
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Lorsque le film barriere est forme par un procede de 
depot chimique en phase vapeur (CVD) , tel qu'un procede 
de depdt chimique en phase gazeuse, le meme phenomene que 
celui du procede de depot physique en phase vapeur 
survient, Lorsque le film barriere est forme par le 
procede de depot chimique en phase vapeur , le materiau 
source utilise dans le procede contient generalement du 
chlore, de sorte que le materiau liber e le chlore pendant 
la formation du film et le chlore reagit avec le compose 
alcali contenu dans le substrat en verre de maniere a 
deposer des composes chlores sur le substrat en verre. 
Les parties ou les composes chlores sont formes ne 
permettent pas la formation du film barriere ci-dessus 
consistant principalement en un oxyde d' indium et/ ou un 
oxyde d ' etain, de sorte que le film barriere comporte des 
trous d' epingle. La diffusion des ions metalliques ne 
peut pas etre empechee au niveau de ces parties . 

Par consequent , af in d ' eliminer 1 ' ef f et 

pre judiciable du a 1 1 alcali contenu dans le substrat en 
verre, une sous-couche destinee a empecher la diffusion 
des ions alcalins (ci-apres, parf ois appelee s implement 
"sous-couche" ) est formee au prealable sur le substrat en 
verre contenant un alcali . Le film barriere consistant 
principalement en un oxyde d' indium et/ou en un oxyde 
d ' etain est forme sur la sous-couche , ay ant de ce fait 
pour ef f et d ' empecher de maniere sure la diffusion des 
ions metalliques . 
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Dans 1 ' article en verre de la presente invention, un 
film isolant est forme sur le film barriere, sx 
necessaire, et un film d 1 electrode, contenant de 
preference de 1 ' Ag, est forme, de plus, sur le fxlm 
isolant . 

La resistance electrique superf icielle du film 
isolant se situe, de preference, dans une plage de 
1,0 x 10 s Q./0 a 1,0 x 10 16 CUD. La resistance electrique 
superf icielle du film isolant est maintenue, de 
preference, dans la plage de 1,0 x 10 O/D a 
1,0 x 10 16 On meme apres 1 ' operation de chauffage a 550°C 
pendant une heure, c'est-a-dire les conditions de 
chauffage du procede de fabrication habitue 1 des panneaux 
d'affichage ou ecrans a plasma. 

Le substrat en verre pour un ecran de la presente 
invention comprend un substrat en verre contenant un 
alcali, une sous-couche pour empecher la diffusion des 
ions alcalins formes sur une surface du substrat en verre 
contenant un alcali, un film barriere consistant 
principalement en un oxyde d' indium et/ou un oxyde 
d'etain pour empecher la diffusion des ions metalliques, 
un film isolant et un film d' electrode. La resistance 
electrique superf icielle du film isolant se situe dans 
une plage de 1,0 x 10 6 QJO a 1,0 x 10 16 OO meme apres 
1' operation de chauffage a 550°C pendant une heure. Le 
substrat en verre pour un ecran ne presente aucune 
coloration due aux colloldes metalliques grace a 
i ' excellence eff icacite a empecher la diffusion des ions 



SR. 1917 5 JP/PA 



8 



metalliques du film barriere, de sorte qu ' une qualite 
signif icativement elevee est obtenue . 

BREVE DESCRIPTION PES DESSINS 

La figure 1 est une vue en coupe montrant un mode de 
realisation de 1 ' article en verre de la presente 
invention ; 

la figure 2 est une vue en coupe montrant un autre 
mode de realisation de 1 ' article en verre de la presente 
invention ; 

la figure 3 est une vue en coupe montrant encore un 
autre mode de realisation de 1 ' article en verre de la 
presente invention ; et 

la figure 4 est une vue en coupe montrant encore un 
autre mode de realisation de 1 ' article en verre de la 
presente invention . 

DESCRIPTION DETAILLEE PES MODES DE REALISATION 
PREFERES 

Ci-apres, des modes de realisation pref eres de la 
presente invention vont etre decrits en reference aux 
dessins joints. 

Les figures 1 a 4 sont des vues en coupe montrant 
chacune un article en verre selon chaque mode de 
realisation de la presente invention, dans lequel un film 
barriere 2 est forme sur un substrat en verre 1 et un 
film d' electrode metallique 4 est forme sur le film 
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barriere 2 directement (figure 1) cm, si necessaire, par 
1 ' intermediaire d 5 un film isolant 3 (figure 2) . En 
variants , le film barriere 2 est forme sur le substrat en 
verre 1 par 1 ' intermediaire d ' une sous-couche 5 et le 
film d' electrode metallique 4 est forme sur le film 
barriere 2 directement (figure 3) ou, si necessaire, par 
1 f intermediaire du film isolant 3 (figure 4) . 

Le substrat en verre 1 est realise en un verre 
contenant un alcali. Les compos ants principaux du verre 
contenant un alcali sont les suivants : 

Si0 2 50 a 73 % en masse 

Al 2 0 3 0 a 15 % en masse 

r 2 0 6 a 24 % en masse 

r s O 6 a 27 % en masse 

r 2 0 est la somme du Li 2 0 , du Na 2 0 et du K 2 0, et R'O 
est la somme du CaO, du MgO, du SrO et du BaO . 

Le film barriere 2 consiste principal ement en du 

ln 2 0 3 et/ou du Sn0 2 . 

Un film constitue pr incipalement de ln 2 0 3 ou de Sn0 2 
est generalement utilise en tant que film conducteur 
transparent. En particulier, un film de ln 2 0 3 contenant du 
Sn (ITO) a raison de 5 % en masse et un film de Sn0 2 dope 
avec du fluor ou de 1 ' antimoine sont utilises de 
preference a cause de leur faible resistance electrique 
superf icielle. Selon la presente invention, il n 1 existe 
aucune limitation particuliere sur la concentration des 
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impuretes dans le film barriere 2 parce que la diffusion 
des ions metalliques peut etre empechee independamment de 
la valeur de la resistance electrique superf icielle . 
Cependant , lorsque le film barriere 2 est utilise 
egalement en tant qu 1 electrode , la composition mentionnee 
precedemment presentant une faible resistance electrique 
superf icielle est utilisee de preference en tant que film 
barriere 2 . Dans le cas d'une application necessitant une 

resistance electrique superf icielle elevee telle qu ! une 
vitre arriere d'une automobile et un substrat pour un 

ecran, le film isolant 3 est, de preference, forme sur le 

film barriere 2 consistant principalement en ln 2 0 3 et/ ou 

Sn0 2 comme montre sur la figure 2 . 

Le film barriere 2 n'a pas de limitation 

particuliere quant au rapport entre la teneur en In 2 C>3 et 

la teneur en Sn0 2 . 

Le film barriere 2 peut contenir principalement du 
Sn0 2 et peut contenir en plus du Sb 2 0 3 , ou le rapport 
preferable entre ces deux constituants est 
Sn0 2 : Sb 2 0 3 = 99, 9 - 99,99 : 0, 01 - 0,1 (I en masse). 

Comme pour le film barriere 2 destine a empecher la 
diffusion des ions metalliques, 1 * epaisseur la plus 
importante est preferable du point de vue de l'efficacite 
de la barriere de diffusion des ions metalliques. 
Cependant, une epaisseur trop importante ne peut pas 
of f rir 1 * ef f et correspondant et , inversement , augmente le 
cout . Par consequent , I s epaisseur du film barriere 2 est, 
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de preference, dans une plage de 5 run a 200 nm, plus 
particulierement dans une plage de 50 nm a 200 nm. 

La resistance electrique superf icielle du film 
isolant 3 se situe, de preference, dans une plage de 
1,0 x 10 6 QJU a 1,0 x 10 16 Q/n. Plus particulierement , pour 
un panneau d 1 af f ichage (ecran) a plasma dans lequel un 
courant de fuite devrait etre un pr obi erne important, une 
resistance electrique superf icielle elevee superieure a 
1,0 x 10 15 QfO, par exemple dans une plage de 
1,0 x 10 15 QJU a 1,0 x 10 16 QJU est preferable. Pour un 
ecran a effet (emission) de champ (FED) dans lequel 
1 ! electrification du substrat devrait etre un probleme 
important, la resistance electrique superf icielle se 
situe , de preference , dans une plage de 1,0 x 10 6 QJU a 
1,0 x 10 12 QJU et, de preference encore, dans une plage 
comprise entre 1 , 0 x 10 8 QJU et 1 , 0 x 10 12 QO. 

6tant donne que le courant de fuite et/ou 
1 ■ electrification du substrat devrait etre un probleme 
important lorsque le substrat en verre est utilise en 
tant qu' ecran, les plages ci-dessus de la resistance 
electrique superf icielle devraient etre maintenues meme 
apres 1 'operation de chauffage a 550°C pendant une heure, 
c'est-a-dire qu'elles ne devraient pas varier en fonction 
des effets de la temperature pendant 1 ' operation de 
fabrication de 1 ' ecran, par exemple, pendant I s operation 
de cuisson ou de chauf f age de 1 ' electrode en Ag . 
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Un film isolant 3 trop epais pent presenter des 
problemes de fissures et augmenter le cout, tandis qu'un 
film isolant 3 trop mince peut ne pas of f rir une 
resistance electrique superf icielle stable . Par 
consequent, 1 s epaisseur preferable du film isolant 3 se 
situe dans une plage de 25 run a 200 rim. 

II n' existe aucune limite particuliere concernant le 
materiau du film isolant 3 . Le film isolant 3 peut etre 
realise en n 3 importe quel materiau permettant d' obtenir 
la resistance electrique superf icielle souhaitee et il 
est, de preference, constitue d'un film de resistance 
elevee tel que de Si0 2f de Al 2 0 3 , de Ti0 2 , de TiON , de 
ZrON ou de ZnAlO . 

Selon la presente invention, le film barriere 2 ou 
le film isolant 3 peut etre facilement forme sur le 
substrat en verre 1 par un precede de depot physique en 
phase vapeur (PVD) tel qu'un procede de pulverisation, un 
precede de depot ionique ou un procede d' evaporation sous 
vide, un procede de depot chimique en phase vapeur (CVD) 
tel qu'un procede de depot chimique en phase gazeuse, un 
procede d* impression, un procede sol-gel ou un autre 
procede . 

II n ! existe aucune limite particuliere concernant le 
materiau de la sous-couche 5 formee entre le film 
barriere 2 et le substrat en verre 1. La sous-couche 5 
formee entre la couche de barriere 2 et le substrat en 
verre 1 peut etre realisee en n ' importe quel materiau 
capable d ' empecher la diffusion des ions alcalins (par 
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exemple, Na + , K + ) et elle est, de preference, f ormee d'un 
oxyde ou d'un nitrure tel que du Si0 2 , du Ti0 2 , du ZnO ? du 
Al 2 0 3 , du Zr0 2/ du MgO, du SiN, du TiN ou de 1 1 AlN . Parmi 
ces materiaux de la sous-couche 5, les oxydes tels que le 
SiG 2 , le ZnO qui presentent une excellente usinabilite 
conviennent mieux que les autres du point de vue de 
1 ' adherence au niveau de 1 ' interface parce que le film 
barriere 2 forme sur la sous-couche 5 est constitue d'un 
film d 1 oxyde . 

La sous-couche 5 peut etre f ormee par un procede de 
depot chimique en phase vapeur (PVD) tel qu ' un procede de 
pulverisation, un procede de depot ionique ou un procede 
d' evaporation sous vide, un procede de depot chimique en 
phase vapeur (CVD) tel qu ' un procede de depot chimique en 
phase gazeuse, un procede d' impression, un procede sol- 
gel ou un autre procede. Le procede de formation et la 
condition de formation devraient etre selectionnes de 
sorte qu ' une couche mince f ormee du materiau mentionne 
precedemment presente une structure compacte. Parmi ces 
procedes , le procede de pulverisation est employe de 
maniere adequate parce qu ' il peut f aciliter la formation 
d'un film mince presentant une structure compacte et 
qu'il peut trouver une large gamme d 1 application dans les 
materiaux en film. L ' utilisation du meme procede pour 
former le film barriere 2 et le film isolant 3 est 
avantageuse du point de vue industriel parce que 
1 ' article en verre de la presente invention peut etre 
fabrique au cours d'un procede relativement court. 
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L 1 epaisseur de la sous-couche 5 peut etre superieure 
a 10 ma. Avec une epaisseur inferieure a 10 ran, la 
formation d*un film uni forme est impossible et le film 
forme peut etre identiprue a des lies. De plus, 
I s epaisseur souhaitee de la sous-couche 5 est superieure 
a 10 nm pour empecher totalement la diffusion des ions 
alcalins, II n ' existe aucune limite superieure 
particuliere concernant 1 ' epaisseur, mais un effet 

suffisant en tant que sous-couche 5 peut etre obtenu avec 
une epaisseur qui ne depasse pas 50 nm. Du point de vue 

industriel, 1 ' epaisseur preferee de la sous-couche 5 se 

situe dans une plage de20nma30nm. 

Dans le cas de la formation du film d ' electrode 

metallique 4 constitue d'Ag ou similaire sur le film 

barriere 2 ou sur le film isolant 3 , 1 ' epaisseur preferee 

du film d' electrode metallique 4 se situe dans une plage 

de 3 um a 12 pa. 

EXEMPLES 

La presente invention va etre decrite concretement 
avec reference aux exemples qui suivent et a des exemples 
comparatif s . 

Exemple 1 

Un substrat en verre sodocalcique (contenant de la 
silice, de la soude, et de la chaux) a ete prepare en 
utilisant le procede du verre f lotte . Un film d ' ln 2 0 3 a 
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ete forme en tant que film barriere pour empecher la 
diffusion des ions metalliques sur le substrat en verre 
sodocalcique par le procede de pulverisation. Le film a 
ete forme de maniere a ce qu'il presente une epaisseur 
montree dans le tableau 1 en utilisant une cible en In, 
dans une atmosphere d ' argon-oxygene et a une pression de 
0,4 Pa (3 x 1CT 3 Torr) et en mode courant continu (DC). 
Ensuite, une electrode en Ag d'une epaisseur de 8 urn a 
ete formee en imprimant une pate d ' Ag sur le film d s ln 2 0 3 
et en le cuisant a 550°C pendant une heure . Le degre de 
coloration a ete observe visuellement et le resultat est 
montre dans le tableau 1. 

Exemples 2 a 5, exemples comparatifs 1 a 3 

Chaque film barriere montre dans le tableau 1 a ete 
forme af in de presenter une epaisseur montree dans le 
tableau 1 par le procede de pulverisation de la meme 
maniere que dans 1 1 exemple 1, mais en utilisant un type 
de cible different et une atmosphere de formation du film 
differente. Ensuite, une electrode en Ag a ete formee de 
la meme maniere que dans 1 ' exemple 1. Le degre de 
coloration a ete observe et le resultat est presente dans 
le tableau 1 . 
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Exemple 6 

Un film barriere en Sn0 2 presentant une epaisseur 
montree dans le tableau 1 a ete forme en chauf fant un 
substrat en verre sodocalcique a 550°C, en souf f lant un 
gaz compose d 3 un melange de trichlorure d' etain 
monobutyle (MBTC) , d'oxygene, d'azote et de vapeur d 5 eau 
et en utilisant le procede de dep6t chimique en phase 
vapeur (CVD) . Ensuite, une electrode en Ag a ete formee 
de la merne maniere que dans 1 1 exemple 1. Le degre de 
coloration a ete observe et le resultat est montre dans 
le tableau 1. 

Exemple comparatif 4 

Un film barriere en Si0 2 presentant une epaisseur 
montree dans le tableau 1 a ete forme par un procede de 
depot chimique en phase vapeur de la mime maniere que 
dans I s exemple 6, mais en utilisant du monosilane a la 
place du MBTC et en utilisant de 1 5 ethylene a la place de 
la vapeur d'eau. Ensuite, une electrode en Ag a ete 
formee de la meme maniere que dans 1 ' exemple 1. Le degre 
de coloration a ete observe et le resultat est montre 
dans le tableau 1 , 
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Exemples 7 a 11 

Chaque sous-couche montree dans le tableau 1 a ete 
formee avant la formation d'un film barriere sur un 
substrat en verre sodocalcique tel que, forme dans les 
exemples 1, 2 , 3 et 6 . 

Pour les exemples 7 a 10, la sous-couche a ete 
formee de maniere a presenter une epaisseur de 2 0 nm par 
le precede de pulverisation en utilisant une cible 
d ' oxyde et dans le mode radiof requence . Pour 1 1 exemple 
11, la sous-couche a ete formee de maniere a presenter 
une epaisseur de 20 nm par le precede de depot chimique 
en phase vapeur (CVD) de maniere identique a 1 5 exemple 
comparatif 4 . 

Pour 1 ' exemple 7 , un film barriere a ete forme de la 
meme maniere que dans 1 ' exemple 1. apres avoir forme la 

sous-couche de Si0 2 - 

Pour 1 5 exemple 8, un film barriere a ete forme de la 
meme maniere que dans 1 ' exemple 1, apres avoir forme la 
sous-couche de Ti02 • 

Pour 1' exemple 9, un film barriere a ete forme de la 
meme maniere que dans 1 ' exemple 2, apres avoir forme la 
sous-couche de Si0 2 . 

Pour 1 ' exemple 10, un film barriere a ete forme de 
la meme maniere que dans 1 ! exemple 3, apres avoir forme 
la sous-couche de Si02 . 
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Pour 1 ' exemple 11, un film barriere a ete forme de 
la meme maniere que dans 1 1 exemple 6, apres avoir forme 
la sous-couche de Si02 . 

Ensuite, une electrode en Ag a ete formee pour 
5 chaque exemple/ respec tivement , de la meme maniere que 
dans 1 1 exemple 1. Le degre de coloration a ete observe 
pour chaque exemple et les resultats sont montres dans le 
tableau 1. 



SR 19175 



JP / PA 



u 



o 
o 



0> 



U3 



CM 



O 

■A 

CO 



o 

CO 



O 

05 



O 



O 



O 
CM 



o 

£- 

O 

CO 



o 

IN 



o 



CD 

j — 1 



SO 



0 

a 

£ 



> 



3 



3 
a 



3 



o 



Q 9, 



o 
o 



c 



o 

CO 



o 
a 
co 



CD 

in 



> 

r-i 



o 
o 



o 



3 

a 



o 
o 



o 
(3 

HI 

-a 

en 



O 
CO 

■o 



o 
c 

co 



B 



o 
o 



> 
a 



> 
— t 

ft 



o 
o 



o 
o 



O 



o 
c 



o 
o 



3 
a 



3 
ft 



5 



O J) 



o 

o 



■a 

o 
in 



o 

<n 

a.' 



9 

c 

crj 





O 


0 
1^* 


Sn 


c 




>-< 






x> 


"O 




if 


<^ 


in 


m 




C 


i-> 







o 



o 

o 



2 

a 



3 

a 



> 
— « 
5. 



o 
c 
cn 



o 
o 



o 
o 



a 



3 

a 



4> 

Q, 



U 

3 
a 
w 

a 
w 



TS 
-CJ 

•a? 
u 
o 



c 

o 

£ 
O 



-r-( 

u. 



o 
a 
a. 

CO 













<9 


















•O 


C 












O 






O 
















•4> 


— * 


S 




* 






« 




X> 
•» 


ss 


—i 

■r* 


« 


$ 










roc 


orm 


<K 

3 


on 














w 




j_> 


















<0 


















IJ 


















0 
































tli 




c 


















0 










c 














re 




0 


c 






s> 

"v 






•3) 




» 


0 












•H 




3 










e 


U 




«-l 












— < 


U 




«u 


« 












<c 












a> 










73 


T5 


E 




Q 



0) 

e 

a 

CD 
CD 

CI 

CD 
U 

o 
a 

CD 
XD 

-rH 

T5 
G 
-H 



-CD 

-H 

<D 



u 
cd 



d 




-CD 


CD 




M 


e 




O 






H 


u 




O 


-CD 




U 


CJi 






-CD 




-U 


1 — i 




a 






CD 




vCD 




O 




CD 




O 


-P 




r-H 




CD 


O 


O 




U 




O 


<3 


X 



CM 



in 



On constate a partir du tableau 1 que les examples 
selon la presents invention peuvent presenter des effets 
de prevention significative de la coloration due aux 
colloides d'Ag produits par la diffusion des ions d'Ag. 
En particulier, on constate egalement que la sous-couche 

amplif ie I'effet. 

C oinine decrit en detail, la presente invention peut 
proposer un article en verre ne presentant aucun probleme 
de coloration due aux colloides metalliques grace a son 
excellente efficacite a empecher la diffusion des ions 
metalliques et proposer un substrat en verre pour un 
ecran de haute qualite comprenant 1' article en verre 

mentionne precedemment . 

Les articles en verre de la presente invention sont 
extremement utiles au niveau industriel en tant que 
substrat pour un ecran, une vitre arriere d 1 automobile et 
similaire . 
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6. Article en verre selon 1 1 une quelconque des 
revendi cat ions 3 a 5 , comprenant, de plus, un film 
d ' electrode (4) forme sur ledit film isolant (3) . 

7. Article en verre selon la revendication 6, dans 
5 lequel ledit film d' electrode (4) comprend de l'Ag. 

8. Substrat en verre pour un ecran comprenant : un 
substrat en verre (1) contenant un alcali ; une sous- 
couche (5) pour la diffusion des ions alcalins formes sur 
une surface dud it substrat en verre ( 1) contenant un 

10 alcali ; un film barriere (2) pour empecher la diffusion 
des ions metalliques consistant principalement en oxyde 
d ' indium et/ou en oxyde d ' etain ; un film isolant (3); et 
un film d 1 electrode (4) . 

lesdits films etant formes dans 1 ' ordre de leur 

15 enume ration, et 

la resistance electrique super f ici el le dudi t film 
isolant (3 ) etant maintenue dans une plage de 
1,0 x 10 6 O/D a 1,0 x 10 16 Q/O meme apres un traitement de 
chauf f age a 550°C pendant une heure . 
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Fig. 3 




